
１．はじめに

　産業界専用 IDビームライン（BL１６B２）は、産業界専用

BMビームライン（BL１６XU）とともに１３企業グループ［１］

と JASRIからなる産業用専用ビームライン建設利用共同

体が管理・運営するビームラインである。１９９９年１０月より

各社利用に供されている［２］。

２．実験装置［３］

　BL１６B２の基本仕様は、表１の通りである。実験装置と

しては、光源の上流から順に、XAFS装置、トポグラフ装

置（反射率装置兼用）が設置されている。（図１）

３．利用の状況

　利用時間、装置別の利用割合を図２，３に示す。２０００年度

から２００１年度にかけて、１社当たりの平均利用日数は１５日

から２３日と大幅に増加した（BL１６XU＋ BL１６B２）。
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BL１６B２
産業用専用ビームライン建設利用共同体（産業界BM）

図２　利用時間の推移（BL１６B２）
表１　BL１６B２ の基本仕様

偏向電磁石光源

４.５keV～６０keV光子エネルギー

可変傾斜型二結晶（Si（１１１）、Si（３１１））単色器

～１０１０ photons/s光子数

５～６０㎜（H）x２㎜（V）ビーム径

図３　装置毎の利用割合（BL１６B２）

図１　BL１６XU，BL１６B２の実験装置配置図



４．主なトピックス

　共同体では、各社利用が基本であるが、分析・解析技術

の向上を目指して５社による共同実験も行われている。今

回、ライトル検出器を用いて、SiGe薄膜の蛍光XAFS実験

を実施した［４］。XAFSは、着目した原子の局所構造に関す

る情報をもたらしてくれるので、X線回折だけでは得られ

ない貴重な構造情報を得る手段である。産業利用では特に、

製品に近い状態で構造情報を必要とするために、透過

XAFSだけでなく、蛍光XAFSも頻繁に必要となる。蛍光

はエネルギー弁別可能な SSDのような検出器を用いるの

が普通であるが、放射光のように強い光を有効に利用する

ときには、計数率の上限が問題になる。ライトル検出器は

このような目的のためには大変有効であることが確認できた。

　MOSデバイスの極薄ゲート酸化膜の分析は、大変重要

な課題である。およそ１.５nm厚の SiOx膜の反射率スペク

トルは Si基板そのものと非常に僅かしか違いがない。し

かしながら、log（R/Rf）（ただし、R：反射率、Rf：試料

と同じラフネスを有する Si基板の理論反射率）は十分 SN

の高いスペクトルとなる。このスペクトルを再現するパラ

メータを見出すという新しい手法により、正確な厚さ、密

度、界面のラフネスが得られた［５］。

　このように、BL１６B２においても、各社の課題を解決す

る新しい試みが成功しつつある。
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